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中性子小角散乱測定 

日産化学株式会社 大野 正司 

1. Introduction 

界面活性剤はシャンプーや洗剤などをはじめとして産業界で幅広く用いられているが，その種類によって泡

立ちや洗浄力に影響を及ぼす物性に違いがあり，新規界面活性剤の合成やその水溶液中におけるミセル構

造などが研究されている．しかし，それらの研究は単一成分におけるミセル構造に関するものが多く，複数成

分の混合系におけるミセル構造の研究は少ない．実際に産業的に利用される界面活性剤は複数成分の混合

系で使用されることが多いため，本研究では水溶液中における複数成分（3 成分）の混合系のミセル構造を調

べることを目的とした実験をおこなう．今回の実験では，まずは純水(D2O)中における構造解析を実施した． 

 

2. Experiment 

実験に供した界面活性はノニオン界面活性 1種類とアニオン界面活性剤 2種類であり，ノニオン界面活性剤

としてはポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルを，アニオン界面活性剤としては-オレフィンスルホン酸

塩(AOS）及びドデシル硫酸ナトリウム(SDS)を用いた．中性子小角散乱測定には，D2O中にそれぞれの界面活

性剤を単独または複数成分混合したサンプルを用いた．中性子小角散乱測定は J-PARC BL20 iMATERIAに

て実施した． 

 

3. Results 

図 1に SANSスペクトルを示す．ノニオン単独以外のスペクトルにおいて，粒子間相互作用によるピーク qmax

が観測された．SDS単独，SDS＋ノニオン界面活性剤 及び SDS+AOS+ノニオン界面活性剤の qmaxは，それぞ

れ 0.045, 0.055及び 0.060 Å-1であった．また，ノニオン界面活性剤はアニオン界面活性剤と混合することで，ア

ニオン界面活性剤と類似した構造をとることがわかった．形状因子として球状もしくは楕円体を仮定し，

Hayter-Penfold理論に基づく構造因子を用いた解析を実施し，そこで得られたパラメータを精査中． 

4

6

0.01

2

4

6

0.1

2

4

6

1

2

In
te

n
si

ty
 [

A
rb

it
ra

ry
]

2 3 4 5 6 7 8 9

0.1
2 3 4 5

q [Å
-1

]  

図 1 D2O中の SANSスペクトル． 

○ 1wt% SDS単独, ▲ 4wt% ノニオン単独, ◆ 1wt% SDS + 4wt% ノニオン, □ 1 wt% SDS + 1 wt% AOS 

+ 4 wt% ノニオン 
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4. Conclusion 

D2O 中において，アニオン界面活性剤とノニオン界面活性剤の複数成分混合系の SANS 測定を実施した．

現在，形状因子として球状もしくは楕円体を仮定し，Hayter-Penfold理論に基づく構造因子を用いた解析を実施

中．今後は，塩存在下におけるミセル構造についても調べていく予定である． 


